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Abstract (en)
A plasma spraying unit deflection system (5), comprising baffles (7, 8) within the spray chamber (1), is new. An Independent claim is also included
for a plasma spraying unit provided with the above deflection system.

Abstract (de)
Es wird eine Anordnung fir eine mit einer Behandlungskammer (1) und einem darin angeordneten Plasmaspritzgeréat (2) versehene
Plasmaspritzanlage vorgeschlagen. Um zu verhindern, dass in der Behandlungskammer (1) eine Gasstrdomung entsteht, welche Ablagerungen
aufwirbelt, ist eine zumindest teilweise im Innenraum der Behandlungskammer (1) angeordnete Ablenkeinrichtung (5) vorgesehen. Vertikal unterhalb
der Behandlungskammer (1) ist ein Sammelschacht (6) angeordnet. Im Ubergangsbereich von der Behandlungskammer (1) zum Sammelschacht
(6) ist ein mit Ablenkelementen (31) versehenes Grundelement (7) angeordnet, welches zumindest eine Durchlasséffnung (4) zwischen der
Behandlungskammer (1) und dem Sammelschacht (6) freilédsst. Im Sammelschacht (6) ist ein im wesentlichen kegelférmig ausgebildetes, in die
Durchlasséffnung (4) des Grundelements (7) ragendes Ablenkelement (8) vorgesehen. Der Sammelschacht (6) steht zudem mit der Saugseite eines
Gebléses (13) und einer Vakuumpumpe (12) in Verbindung. <IMAGE>
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